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(57)【要約】
　【課題】画像表示装置、特に有機エレクトロルミネッセンス表示装置に好適な、信頼性
が高く欠陥のないカラーフィルター基板、およびそれを用いた鮮明で表示品位に優れた有
機エレクトロルミネッセンス表示装置を提供する
【解決手段】カラーフィルター層を構成する着色層に使用されている樹脂がポリイミド樹
脂であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくともカラーフィルター層を有する有機エレクトロルミネッセンス表示装置であって
、カラーフィルター層を構成する着色層に使用されている樹脂がポリイミド樹脂であるこ
とを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２】
有機エレクトロルミネッセンス表示素子駆動用のＴＦＴを具備し、前記カラーフィルター
層が前記ＴＦＴと同一基板上に形成された請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセン
ス表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、特にカラーフィルター層を有する有機エレクトロルミネッセンス
表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、新しい薄型ディスプレイの１つとして有機エレクトロルミネッセンスディスプレ
イが注目を集めており、携帯電話やモバイル機器などの表示用ディスプレイとして市場に
出回り始めている。薄型ディスプレイの先駆者である液晶ディスプレイが非自発光型であ
るのに対し、有機ディスプレイは自発光型表示素子であるため、色再現範囲が広く鮮やか
な発色が可能であること、応答性が速くより滑らかな動画映像を実現可能であるなどの点
で液晶ディスプレイよりも優れており、次世代薄型ディスプレイの本命候補として有望視
されている。
【０００３】
　有機エレクトロルミネッセンスディスプレイをフルカラー化する方法としては、従来か
ら赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の各発光材料を製膜するＲＧＢ塗り分け方式の開発が進
められてきたが、ディスプレイの大型化に伴い製膜装置の巨大化によるコスト増や、高精
細化に限界があるなどの弊害がでてきており、各種方式が検討されている。なかでも、白
色発光の有機ＥＬ素子とＲＧＢの各着色層を有するカラーフィルター基板を組み合わせる
カラーフィルター方式が注目を集めており、さまざまな提案がなされている（例えば、特
許文献１～３）。
【０００４】
　カラーフィルター方式の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイの一例を図１に示
す。ガラス基板１上に有機エレクトロルミネッセンス駆動素子用のＴＦＴ２が形成されて
いる。ＴＦＴ２上にはカラーフィルター層３が形成されている。カラーフィルター層３を
オーバーコート層４が保護している。ＴＦＴ２にはＩＴＯからなるアノード層５が接続さ
れ、アノード層５の端部を被覆するように絶縁膜６が形成されている。アノード層５上に
有機エレクトロルミネッセンス層７が形成され、有機エレクトロルミネッセンス層７上に
カソード層８が形成されている。これらは封止剤９と封止ガラス１０によって封止されて
いる。
【０００５】
　有機エレクトロルミネッセンス層７から放出された白色光がカラーフィルター層３のＲ
ＧＢ画素を通過して色度変換されることにより、フルカラー表示が可能となっている。し
たがって、有機エレクトロルミネッセンス層７は白色発光する１種類のみで良いため、コ
スト面や製造歩留り、大画面化の容易さなどの点でＲＧＢ塗り分け方式よりも優れている
。
【０００６】
　しかしながら、このようなカラーフィルター方式有機エレクトロルミネッセンスディス
プレイにおいては、電気エネルギーを光に変換する有機エレクトロルミネッセンス素子の
原理上、不純物や水分などによる不具合（ダークスポットなどの欠陥等）が生じやすく、
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従来のカラーフィルター基板を用いた場合、安定した製造や画像表示が困難であり、その
解決が望まれていた。また、ＩＴＯからなるアノード層５を形成する場合、２４０℃以上
の温度で形成するため、また、有機エレクトロルミネッセンス素子は上述のとおり電気エ
ネルギーを光に変換するものであるが、光に変換できなかった電気エネルギーは熱エネル
ギーとなってしまうため、従来のカラーフィルター基板では耐熱性に課題があり、アノー
ド層５の形成前後での、あるいは有機エレクトロルミネッセンスディスプレイの作動中に
色度が変化する課題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－２２７８５３号公報
【特許文献２】特開２００４－２７３３１７号公報
【特許文献３】特開２０１０－０７２１０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明はこれらの問題点に鑑みてなされたものであり、ダークスポットなどの欠陥等が
少なく、また色度が変化しない、表示品位に優れ、また表示信頼性が高い、有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置を提供することが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題は、以下の手段により解決することが可能である。すなわち、少なくともカ
ラーフィルター層を有する有機エレクトロルミネッセンス表示装置であって、カラーフィ
ルター層を構成する着色層に使用されている樹脂がポリイミド樹脂であることを特徴とす
る有機エレクトロルミネッセンス表示装置である。
【００１０】
　また、有機エレクトロルミネッセンス表示素子駆動用のＴＦＴを具備し、前記カラーフ
ィルター層が前記ＴＦＴと同一基板上に形成された請求項１に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス表示装置である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、ダークスポットなどの欠陥等が少なく、また色度が変化しない、表示品
位に優れ、また表示信頼性が高い有機エレクトロルミネッセンス表示装置を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明における画像表示装置の一例（構成１）を示す概略断面図である
【図２】本発明における画像表示装置の一例（構成２）を示す概略断面図である
【図３】本発明における画像表示装置の一例（構成３）を示す概略断面図である
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００１４】
　本発明は、カラーフィルター層を有する有機エレクトロルミネッセンス表示装置であっ
て、カラーフィルター層を構成する着色層に使用されている樹脂がポリイミド樹脂である
ことを特徴とする。着色層に使用されている樹脂がポリイミド樹脂であることによって、
不純物や水分が染み出しにくく、ダークスポットなどの欠陥等が少なくなる。また、耐熱
性が高く、色度が変化しにくい。
【００１５】
　ポリイミド樹脂からなるカラーフィルター層を形成するためには、少なくともポリアミ



(4) JP 2013-222520 A 2013.10.28

10

20

30

40

50

ック酸、着色剤、溶剤からなる非感光性カラーペーストを、基板上に塗布した後、風乾、
加熱乾燥、真空乾燥などにより乾燥し、非感光性ポリアミック酸着色被膜を形成し、ポジ
型フォトレジストを用いて、所望パターンを形成後、フォトレジストをアルカリ剥離し、
最後に２００～３００℃で１分～３時間加熱することにより着色層を硬化（ポリイミド化
）させる方法が一般的である。
【００１６】
　本発明で用いる非感光性カラーペーストについて以下に述べる。
【００１７】
　非感光性カラーペーストに含まれるポリアミック酸は、テトラカルボン酸二無水物とジ
アミンを反応させることにより得ることができる。
【００１８】
　ポリアミック酸の合成には、テトラカルボン酸二無水物として、たとえば、脂肪族系ま
たは脂環式系のものを用いることができ、その具体的な例として、１，２，３，４－シク
ロブタンテトラカルボン酸二無水物、１，２，３，４－シクロペンタンテトラカルボン酸
二無水物、１，２，３，５－シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、１，２，４，５
－ビシクロヘキセンテトラカルボン酸二無水物、１，２，４，５－シクロヘキサンテトラ
カルボン酸二無水物、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキサヒドロ－５－（テトラヒドロ
－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－ナフト［１，２－Ｃ］フラン－１，３－ジオンな
どが挙げられる。また、芳香族系のものを用いると、耐熱性の良好な膜に変換しうるポリ
アミック酸を得ることができる。
【００１９】
　その具体的な例として、３，３´，４，４´－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水
物、ピロメリット酸二無水物、３，４，９，１０－ペリレンテトラカルボン酸二無水物、
３，３´，４，４´－ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、４，４´－オキシ
ジフタル酸無水物、３，３´，４，４´－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、１，２
，５，６－ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、３，３”，４，４”－パラターフェニ
ルテトラカルボン酸二無水物、３，３”，４，４”－メタターフェニルテトラカルボン酸
二無水物が挙げられる。また、フッ素系のものを用いると、短波長領域での透明性が良好
な膜に変換しうるポリアミック酸を得ることができ、その具体的な例として、４，４´－
（ヘキサフルオロイソプロピリデン）ジフタル酸無水物などが挙げられる。なお、本発明
は、これらに限定されずにテトラカルボン酸二無水物が１種または２種以上用いられる。
【００２０】
　また、ジアミンとして、たとえば、脂肪族系または脂環式系のものを用いることができ
、その具体的な例として、１，３－ジアミノシクロヘキサン、１，４－ジアミノシクロヘ
キサン、４，４´－ジアミノ－３，３´－ジメチルジシクロヘキシルメタン、４，４´－
ジアミノ－３，３´－ジメチルジシクロヘキシルなどが挙げられる。また、芳香族系のも
のを用いると、耐熱性の良好な膜に変換しうるポリアミック酸を得ることができる。
【００２１】
　その具体的な例として、４，４´－ジアミノジフェニルエーテル、３，４´－ジアミノ
ジフェニルエーテル、４，４´－ジアミノジフェニルメタン、３，３´－ジアミノジフェ
ニルメタン、４，４´－ジアミノジフェニルスルホン、３，３´－ジアミノジフェニルス
ルホン、４，４´－ジアミノジフェニルサルファイド、ｍ－フェニレンジアミン、ｐ－フ
ェニレンジアミン、２，４－ジアミノトルエン、２，５－ジアミノトルエン、２，６－ジ
アミノトルエン、ベンジジン、３，３´－ジメチルベンジジン、３，３´－ジメトキシベ
ンジジン、ｏ－トリジン、４，４”－ジアミノターフェニル、１，５－ジアミノナフタレ
ン、３，３´－ジメチル－４，４´－ジアミノジフェニルメタン、４，４´－ビス（４－
アミノフェノキシ）ビフェニル、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル
］プロパン、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］エ－テル、ビス［４－（４
－アミノフェノキシ）フェニル］スルホン、ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニ
ル］スルホンなどが挙げられる。また、フッ素系のものを用いると、短波長領域での透明
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性が良好な膜に変換しうるポリアミック酸を得ることができ、その具体的な例として、２
，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］ヘキサフルオロプロパンなどが挙
げられる。
【００２２】
　また、ジアミンの一部として、シロキサンジアミンを用いると、無機基板との接着性を
良好にすることができる。シロキサンジアミンは、通常、全ジアミン中の１～２０モル％
量用いる。シロキサンジアミンの量が少なすぎれば接着性向上効果が発揮されず、多すぎ
れば耐熱性が低下する。シロキサンジアミンの具体例としては、ビス－３－（アミノプロ
ピル）テトラメチルシロキサンなどが挙げられる。本発明は、これに限定されずにジアミ
ンが１種または２種以上用いられる。ポリアミック酸の合成は、極性有機溶媒中でテトラ
カルボン酸二無水物とジアミンを混合して反応させることにより行うのが一般的である。
この時、ジアミンとテトラカルボン酸二無水物の混合比により、得られるポリアミック酸
の重合度を調節することができる。
【００２３】
　このほか、テトラカルボン酸ジクロライドとジアミンを極性有機溶媒中で反応させて、
その後、塩酸と溶媒を除去することによってポリアミック酸を得るなど、ポリアミック酸
を得るには種々の方法がある。
【００２４】
　本発明の非感光カラーペーストに用いられる着色剤としては、耐光性、耐熱性、耐薬品
性に優れたものであれば顔料でも染料でも特に制限はない。代表的な顔料の具体的な例を
カラーインデックス（ＣＩ）ナンバーで示す。黄色顔料の例としてはピグメントイエロー
２０、２４、８３、８６、９３、９４、１０９、１１０、１１７、１２５、１３７、１３
８、１３９、１４７、１４８、１５３、１５４、１６６、１７３などが挙げられる。橙色
顔料の例としてはピグメントオレンジ１３、３１、３６、３８、４０、４２、４３、５１
、５５、５９、６１、６４、６５などが挙げられる。赤色顔料の例としてはピグメントレ
ッド９、９７、１２２、１２３、１４４、１４９、１６６、１６８、１７７、１８０、１
９２、２１５、２１６、２２４などが挙げられる。紫色顔料の例としてはピグメントバイ
オレット１９、２３、２９、３２、３３、３６、３７、３８などが挙げられる。青色顔料
の例としてはピグメントブルー１５（１５：３、１５：４、１５：６など）、２１、２２
、６０、６４などが挙げられる。緑色顔料の例としてはピグメントグリーン７、１０、３
６、４７、５８などが挙げられる。本発明ではこれらに限定されずに種々の顔料を使用す
ることができる。なお、顔料は必要に応じて、ロジン処理、酸性基処理、塩基性処理など
の表面処理が施されているものを使用してもよい。
【００２５】
　本発明の非感光カラーペーストにおける溶媒としては、ポリアミック酸を溶解するもの
を使用するのが一般的である。具体的な例としては、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，
Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなどのアミド系極性溶媒、β
－プロピオラクトン、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、δ－バレロラクトン、
γ－カプロラクトン、ε－カプロラクトンなどのラクトン類などが挙げられる。また、こ
れらの溶媒とともに、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、メチルカルビトール、エチ
ルカルビトール、プロピレングリコールモノエチルエーテルなどのエチレングリコールあ
るいはプロピレングリコール誘導体、あるいは、プロピレングリコールモノエチルエーテ
ルアセテート、アセト酢酸エチル、メチル－３－メトキシプロピオネート、３－メチル－
３－メトキシブチルアセテートなどの脂肪族エステル類などを副溶媒として添加すること
も可能である。
【００２６】
　本発明の非感光カラーペーストの製造には、溶媒と顔料を混合してあらかじめ分散した
顔料分散液に、ポリアミック酸溶液を混合する方法、あるいは、ポリアミック酸と、溶媒
と、顔料とを混合して分散する方法などを用いることができる。これら製造方法の選択に
ついては、顔料の種類により、適宜、適当なものを選ぶことが好ましい。
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本発明のペーストにおいては、顔料の分散方法は特に限定されず、ボールミル、サンドグ
ラインダー、３本ロールミル、高速度衝撃ミルなど、種々の方法がとりうる。
【００２７】
　本発明のペーストには、塗布性、着色被膜の乾燥性の改良、あるいは、顔料の分散性を
良好にする目的で、本発明のペーストに界面活性剤を添加することもできる。界面活性剤
の添加量は通常、顔料の０．００１～１０重量％、好ましくは０．０１～１重量％である
。添加量が少なすぎると塗布性、着色被膜の乾燥性の改良、あるいは顔料の分散性の改良
の効果がなく、多すぎると逆に塗布性が不良となったり、顔料の凝集が起こる。
【００２８】
　界面活性剤の具体例としては、ラウリル硫酸アンモニウム、ポリオキシエチレンアルキ
ルエーテル硫酸トリエタノールアミンなどの陰イオン界面活性剤、ステアリルアミンアセ
テート、ラウリルトリメチルアンモニウムクロライドなどの陽イオン界面活性剤、ラウリ
ルジメチルアミンオキサイド、ラウリルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリウ
ムベタインなどの両性界面活性剤、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエ
チレンステアリルエーテル、ソルビタンモノステアレートなどの非イオン界面活性剤など
が挙げられる。本発明では、これらに限定されずに、界面活性剤が１種または２種以上用
いることができる。界面活性剤の添加は、顔料の分散工程中またはその工程の前後のどの
時点でも行うことができる。しかし、添加の時点により顔料の分散性が変わる場合がある
ので、注意を要する。
【００２９】
　本発明の非感光カラーペーストには、顔料の分散性を向上させる目的で、分散剤を添加
することができる。分散剤としては、上記の界面活性剤や、その他の化合物、とくに顔料
の表面に吸着しやすい化合物を用いることができる。分散剤の添加は、顔料の分散工程中
またはその工程の前後のどの時点でも行うことができる。
【００３０】
　本発明の非感光カラーペーストを基板上に塗布する方法としては、スピンコーター、バ
ーコーター、ブレードコーター、ロールコーター、ダイコーター、スクリーン印刷法など
で基板に塗布する方法、基板を溶液中に浸漬する方法、溶液を基板に噴霧するなどの種々
の方法を用い
ることができる。基板としては通常、ソーダガラス、無アルカリガラス、ホウケイ酸ガラ
ス、石英ガラスなどの透明基板や、シリコン、ガリウム－ひ素などの半導体基板などが用
いられるが、特にこれらに限定されない。なお、基板上にペーストを塗布する場合、シラ
ンカップリング剤、アルミニウムキレート剤、チタニウムキレート剤などの接着助剤で基
板表面を処理しておくと、着色被膜と基板の接着力を向上させることができる。
【００３１】
　本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の構成は図１に示す構成１以外に、図
２、図３に示すような構成２、構成３であってもよい。
【００３２】
　図２において、ガラス基板１１に有機エレクトロルミネッセンス駆動用ＴＦＴ１２を形
成している。オーバーコート層１３の上にＴＦＴ１２に接続したＩＴＯからなるアノード
層１４が形成されている。アノード層１４の端部を被覆するように絶縁膜１５、またアノ
ード層１４の上部には有機エレクトロルミネッセンス層１６を形成している。さらに有機
エレクトロルミネッセンス層１６の上にカソード層１７を形成したものが、有機ＥＬ基板
２４である。一方、ガラス基板１８にブラックマトリックス層１９、カラーフィルター層
２０、オーバーコート層２１、無機バリア層２２を形成したものが、カラーフィルター基
板２５である。
有機エレクトロルミネッセンス基板２４とカラーフィルター基板２５を真空下、封着剤２
３で封着したのが構成２である。
【００３３】
　図３において、ガラス基板２６に遮光層２７、カラーフィルター層２８、オーバーコー
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ト層２９、無機バリア層３０を形成する。無機バリア層３０の上にＩＴＯをからなるアノ
ード層３１、アノード層３１の端部に絶縁層３２を形成する。この上に有機エレクトロル
ミネッセンス層３３を形成し、さらにその上に、カソード層３４を形成する。封止ガラス
３５を封止剤３６で封止したのが構成３である。
【００３４】
　構成２、３においても本発明のポリイミド樹脂からなるカラーフィルター層を用いるこ
とにより、表示信頼性の優れた効果を発現することができるが、これらの構成では無機バ
リア層により、カラーフィルター層から出る水分、有機ガスが有機エレクトロルミネッセ
ンス層に浸透するのを低減できる。この点では、本発明の効果は無機バリア層を設けるこ
とが困難な、構成１でより効果を発揮する。
【００３５】
　すなわち、カラーフィルター層が有機エレクトロルミネッセンス表示素子駆動用のＴＦ
Ｔと同一基板上に形成され有機エレクトロルミネッセンス表示装置に適用させることが好
ましい。
【００３６】
　以下に構成１について図１で説明する。
【００３７】
　カラーフィルター方式の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイの一例を図１に示
す。
【００３８】
　少なくともポリアミック酸、着色剤、溶剤からなる前記非感光性カラーペーストを、Ｔ
ＦＴ２が形成された基板上に塗布した後、風乾、加熱乾燥、真空乾燥などにより乾燥し、
非感光性ポリアミック酸着色被膜を形成する。ポリアミック酸着色被膜の厚さとしては通
常０．５～３．０μｍの範囲が用いられる。加熱乾燥の場合、オーブン、ホットプレート
などを使用し、６０～２００℃の範囲で１分～６０分行うのが好ましい。次に、このよう
にして得られたポリアミック酸着色被膜の上にポジ型フォトレジストを塗布し、ホットプ
レートなどを使用して６０～１５０℃の範囲で１～３０分加熱乾燥させる（プリベーク）
。次に、フォトマスクと近接露光装置を用いてｈ線露光量２０～３００mJ/cm2の紫外線を
照射し、目的のパターンを焼き付けた後、アルカリ現像して所望位置に所望パターンで着
色層を得る。フォトレジストをアルカリ剥離し、最後に２００～３００℃で１分～３時間
加熱することにより着色層を硬化（ポリイミド化）させる。
【００３９】
　本発明はカラーフィルター層を形成する着色層に使用されている樹脂がポリイミド樹脂
であることによって、不純物や水分が染み出しにくく、ダークスポットなどの欠陥等が少
なくなることを特徴とする。
【００４０】
　すなわち、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイに使用される好適なカラーフィ
ルター層として、ヘリウム雰囲気中で３００℃まで加熱したときのＲＧＢ各着色層、単位
体積（ｍｍ）３当りから発生する、水分、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、有機ガス等を
含めた全気体発生量が３．０（ｗｔｐｐｍ）以下であることが好ましい。また全気体発生
量に対して水分が２．０（ｗｔｐｐｍ）以下、窒素／一酸化炭素／二酸化炭素の合計が１
．０（ｗｔｐｐｍ）以下、有機ガスが１．０（ｗｔｐｐｍ）以下であることが好ましい。
【００４１】
　このような気体の発生量の測定方法としては、昇温脱離－質量分析法を使用することが
でき、例えば１０ｍｍ×２０ｍｍ程度に切断した着色層を形成した基板を準備し、ヘリウ
ム雰囲気下、５０ｍｌ／分のヘリウム流の雰囲気下において、室温より３００℃まで昇温
速度１０℃／分の条件下で発生する気体の量を定量し、各気体質量数のピークとして観測
することができる。
【００４２】
　次にその上に表面平坦化のためのオーバーコート層４を形成する。オーバーコート層に
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要求される性能としては平坦性、高透過率、低脱ガス性、高耐熱性、パターン加工性が要
求される。オーバーコートの材質としては上記要求を満たせば、ポリイミド系樹脂、アク
リル系樹脂、シロキサン系樹脂のいずれであっても構わない。本発明ではポジ型感光性シ
ロキサンペーストを例に説明する。
【００４３】
　ポジ型感光性シロキサンペーストは少なくともアルカリ可溶性ポリシロキサン樹脂、ナ
フトキノンジアジド化合物、溶剤、金属キレート化合物から構成される。
本発明におけるポリシロキサンは、オルガノシランなどのモノマーを加水分解および部分
縮合させることにより合成される。加水分解および部分縮合には一般的な方法を用いるこ
とができる。例えば、混合物に溶媒、水、必要に応じて触媒を添加し、５０～１５０℃、
好ましくは、９０～１３０℃で０．５～１００時間程度加熱攪拌する。なお、攪拌中、必
要に応じて、蒸留によって加水分解副生物（メタノールなどのアルコール）や縮合副生物
（水）の留去を行ってもよい。　上記の反応溶媒としては特に制限は無い。溶媒の添加量
はオルガノシランなどのモノマー１００重量部に対して１０～１０００重量部が好ましい
。また加水分解反応に用いる水の添加量は、加水分解性基１モルに対して０．５～２モル
が好ましい。
【００４４】
　必要に応じて添加される触媒に特に制限はないが、酸触媒、塩基触媒が好ましく用いら
れる。酸触媒の具体例としては塩酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン酸、酢酸、トリフルオロ
酢酸、ギ酸、多価カルボン酸あるいはその無水物、イオン交換樹脂が挙げられる。塩基触
媒の具体例としては、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、トリ
ンチルアミン、トリヘキシルアミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、ジエチ
ルアミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリ
ウム、アミノ基を有するアルコキシシラン、イオン交換樹脂が挙げられる。触媒の添加量
はオルガノシランなどのモノマー１００重量部に対して０．０１～１０重量部が好ましい
。
【００４５】
　ナフトキノンジアジド化合物に特に制限は無いが、好ましくはフェノール性水酸基を有
する化合物にナフトキノンジアジドスルホン酸がエステル結合した化合物であり、当該化
合物のフェノール性水酸基のオルト位、およびパラ位がそれぞれ独立して水素、水酸基の
いずれかである化合物などが用いられる。
ナフトキノンジアジド化合物の添加量は特に制限されないが、好ましくはアルカリ可溶性
樹脂１００重量部に対して２～３０重量部であり、さらに好ましくは３～１５重量部であ
る。
【００４６】
　ナフトキノンジアジド化合物の添加量が１重量部より少ない場合、露光部と未露光部と
の溶解コントラストが低すぎて、実用に足る感光性を発現しない。また、さらに良好な溶
解コントラストを得るためには５重量部以上が好ましい。一方、ナフトキノンジアジド化
合物の添加量が３０重量部より多い場合、ポリシロキサンとナフトキノンジアジド化合物
との相溶性が悪くなることによる塗布膜の白化が生じたり、熱硬化時に起こるキノンジア
ジド化合物の分解による着色が生じたりするために、硬化膜の無色透明性が低下する。ま
た、さらに高透明性の膜を得るためには２０重量部以下、好ましくは１５重量部以下、さ
らに好ましくは１０重量部以下が好ましい。
【００４７】
　使用する溶剤に特に制限はないが、好ましくはアルコール性水酸基を有する化合物が用
いられる。これらの溶剤を用いると、アルカリ可溶性樹脂とキノンジアジド化合物とが均
一に溶解し、組成物を塗布成膜しても膜は白化することなく、高透明性が達成できる。
【００４８】
　上記アルコール性水酸基を有する化合物は特に制限されないが、好ましくは大気圧下の
沸点が１１０～２５０℃である化合物である。沸点が２５０℃より高いと膜中の残存溶剤
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量が多くなりキュア時の膜収縮が大きくなり、良好な平坦性が得られなくなる。一方、沸
点が１１０℃より低いと、塗膜時の乾燥が速すぎて膜表面が荒れるなど塗膜性が悪くなる
。
【００４９】
　アルコール性水酸基を有する化合物の具体例としては、アセトール、３－ヒドロキシ－
３－メチル－２－ブタノン、４－ヒドロキシ－３－メチル－２－ブタノン、５－ヒドロキ
シ－２－ペンタノン、４－ヒドロキシ－４－メチル－２－ペンタノン（ジアセトンアルコ
ール）、乳酸エチル、乳酸ブチル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレ
ングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノｎ－プロピルエーテル、プ
ロピレングリコールモノｎ－ブチルエーテル、プロピレングリコールモノｔ－ブチルエー
テル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエー
テル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチル
エーテル、３－メトキシ－１－ブタノール、３－メチル－３－メトキシ－１－ブタノール
などが挙げられる。なお、これらのアルコール性水酸基を有する化合物は、単独、あるい
は２種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００５０】
　金属キレート化合物の含有量に特に制限はないが、（ａ）アルカリ可溶性樹脂１００重
量部に対して０．１～５重量部である。さらに好ましくは、０．３～４重量部である。上
記範囲であることにより、現像密着性、耐湿熱性を高いレベルで両立できる。
【００５１】
　以上のポジ型感光性シロキサンペーストを、前記のカラーフィルター層が形成された基
板上に塗布した後、風乾、加熱乾燥、真空乾燥などにより乾燥し、フォトマスクと近接露
光装置を用いてｈ線露光量２０～３００mJ/cm2の紫外線を照射し、目的のパターンを焼き
付けた後、アルカリ現像して所望位置に所望パターンでオーバーコート層を得る。この後
、ｈ線露光量５０～３００mJ/cm2の紫外線を照射するブリーチング工程を実施することに
より、元々黄色を帯びていた余剰増感材を失活させ、透明なオーバーコート層を得ること
ができる。次の加熱工程によっても増感材をほぼ失活させることは可能なため、このブリ
ーチング工程は省略しても良い。最後に２００～３００℃で１分～３時間加熱することに
より増感材の失活および樹脂の硬化反応を完了させて、オーバーコート層を得る。
【００５２】
　この際、平坦化層の膜厚としては１．５μｍ以上が好ましい。その理由としては、着色
層の端部にはフォトレジストを剥離する際の応力緩和でバリが生じることがあり、このよ
うなバリを完全に埋めるためには膜厚１．５μｍ以上の平坦化層が必要となるからである
。バリが埋めきれていない場合、バリによる凹凸が残ってしまい、脱ガスの通り道となり
、ダークスポットの発生に至らしめてしまう。
【００５３】
　オーバーコート層４の上にアノード層５を形成する。アノード層の形成材料としては、
例えば透明性および導電性を有する金属酸化物等が挙げられる。このような金属酸化物と
しては、例えば酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化インジウム、酸化亜鉛、もしくは酸化
第二錫等が挙げられる。　また、透明電極層の膜厚としては、通常１００ｎｍ～３００ｎ
ｍ程度である。上記透明電極層の形成方法としては、例えば蒸着法もしくはスパッタリン
グ法等によって薄膜を形成した後に、フォトリソグラフィー法によりパターニングする方
法が好ましく用いられる。
【００５４】
　本発明の構成ではアノード層５の端部を被覆するために、絶縁層６を形成する。絶縁層
の形成材料としては、例えば感光性ポリイミド樹脂、アクリル系樹脂等の光硬化型樹脂、
または熱硬化型樹脂、あるいは無機材料などを用いることができる。絶縁層のパターンは
、通常、線状であり、例えばマトリクス状またはストライプ状等の開口部を有するパター
ンが例示される。　また、絶縁層の形成方法としては、上記材料を塗布して、フォトリソ
グラフィー法によりパターニングする方法が挙げられる。また、印刷法等を用いることも
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できる。
【００５５】
　本発明の構成１では絶縁層６を形成後、アノード増５の上に有機エレクトロルミネッセ
ンス層７を形成する。有機エレクトロルミネッセンス層はＲＧＢ発光タイプで、カラーフ
ィルターによりさらに色純度を向上させても構わないが、有機エレクトロルミネッセンス
層は白色発光タイプを用いることが好ましい。
【００５６】
　本発明に用いられる白色発光層は、白色光を発光することができるものであれば良い。
このような白色発光層としては、具体的には、上記有機ＥＬ層に電圧が加えられた際に、
少なくとも青色光（４３０ｎｍ～４７０ｎｍ）、緑色光（４７０ｎｍ～６００ｎｍ）、お
よび赤色光（６００ｎｍ～７００ｎｍ）の波長域の発光スペクトルを有するものであれば
良いが、発光スペクトルのうち緑色光（４７０ｎｍ～６００ｎｍ）の最大発光強度である
緑色ピークと、青色光（４３０ｎｍ～４７０ｎｍ）の最大発光強度である青色ピークとの
比（緑色ピーク／青色ピーク）が、０．３～０．８の範囲内であることが好ましく、なか
でも、０．３～０．７の範囲内であることが好ましく、特に０．３～０．５の範囲内であ
ることが好ましい。
【００５７】
　上記緑色ピークおよび青色ピークの比が上記範囲内であることにより、上記緑色パター
ンの透過率が大きいことによる消費電力低減効果を、より効果的に発揮することができる
からである。　また、赤色光（６００ｎｍ～７００ｎｍ）については、その最大発光強度
と青色光の最大発光強度との比が所定の範囲内にあれば良い。
【００５８】
　このような白色発光層を構成する材料としては、蛍光または燐光を発するものであれば
特に限定されるものではない。また、発光材料は、正孔輸送性や電子輸送性を有していて
いもよい。発光材料としては、色素系材料、金属錯体系材料、および高分子系材料を挙げ
ることができる。
【００５９】
　上記色素系材料としては、シクロペンダミン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体
、トリフェニルアミン誘導体、オキサジアゾ－ル誘導体、ピラゾロキノリン誘導体、ジス
チリルベンゼン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、シロール誘導体、チオフェン環化
合物、ピリジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェン誘導体、
トリフマニルアミン誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマー等を挙げる
ことができる。
【００６０】
　上記金属錯体系材料としては、アルミキノリノール錯体、ベンゾキノリノールベリリウ
ム錯体、ベンゾオキサゾール亜鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛錯体
、ポルフィリン亜鉛錯体、ユーロピウム錯体、あるいは、中心金属に、Ａｌ、Ｚｎ、Ｂｅ
等またはＴｂ、Ｅｕ、Ｄｙ等の希土類金属を有し、配位子に、オキサジアゾール、チアジ
アゾール、フェニルピリジン、フェニルベンゾイミダゾール、キノリン構造等を有する金
属錯体などを挙げることができる。
【００６１】
　上記高分子系の材料としては、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘
導体、ポリパラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体等、ポリフ
ルオレン誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、上記の色素系材料や金属錯体系材料を
高分子化したもの等を挙げることができる。
【００６２】
　上記白色発光層の形成方法としては、例えば蒸着法、印刷法、インクジェット法、また
はスピンコート法、キャスティング法、ディッピング法、バーコート法、ブレードコート
法、ロールコート法、グラビアコート法、フレキソ印刷法、スプレーコート法、および自
己組織化法（交互吸着法、自己組織化単分子膜法）等を挙げることができる。中でも、蒸
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着法、スピンコート法、およびインクジェット法を用いることが好ましい。
【００６３】
　本発明に用いられる白色発光層の膜厚としては、通常５ｎｍ～５μｍ程度である。
本発明においては、白色発光層と陽極（透明電極層もしくは背面電極層）との間に正孔
注入層が形成されていても良い。正孔注入層を設けることにより、白色発光層への正孔の
注入が安定化し、発光効率を高めることができるからである。
【００６４】
　本発明に用いられる正孔注入層の形成材料としては、一般的に有機ＥＬ素子の正孔注入
層に使用されている材料を用いることができる。また、正孔注入層の形成材料は、正孔の
注入性もしくは電子の障壁性のいずれかを有するものであれば良い。
【００６５】
　具体的に正孔注入層の形成材料としては、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導
体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン
誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体
、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン
誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、ポリシラン系、アニリン系共重合体、もし
くはチオフェンオリゴマー等の導電性高分子オリゴマー等を例示することができる。さら
に、正孔注入層の形成材料としては、ポルフィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物、
もしくはスチリルアミン化合物等を例示することができる。
【００６６】
　また、正孔注入層の膜厚としては、通常５ｎｍ～１μｍ程度である。
【００６７】
　本発明においては、白色発光層と陰極（透明電極層もしくは背面電極層）との間に電子
注入層が形成されていても良い。電子注入層を設けることにより、白色発光層への電子の
注入が安定化し、発光効率を高めることができるからである。
【００６８】
　本発明に用いられる電子注入層の形成材料としては、例えばニトロ置換フルオレン誘導
体、アントラキノジメタン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導
体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無水物、カルボジイミド、フレオレ
ニリデンメタン誘導体、アントラキノジメタンおよびアントロン誘導体、オキサジアゾー
ル誘導体、もしくはオキサジアゾール誘導体のオキサジアゾール環の酸素原子をイオウ原
子に置換したチアゾール誘導体、電子吸引基として知られているキノキサリン環を有した
キノキサリン誘導体、トリス（８－キノリノール）アルミニウム等の８－キノリノール誘
導体の金属錯体、フタロシアニン、金属フタロシアニン、もしくはジスチリルピラジン誘
導体等を例示することができる。　上記電子注入層の膜厚としては、通常５ｎｍ～１μｍ
程度である。
【００６９】
　有機エレクトロルミネッセンス層７を形成後、カソード層８を形成する。カソード層の
形成材料としては、例えば仕事関数が４ｅＶ以下程度と小さい金属、合金、もしくはそれ
らの混合物等が挙げられる。具体的には、ナトリウム、ナトリウム－カリウム合金、マグ
ネシウム、リチウム、マグネシウム／銅混合物、マグネシウム／銀混合物、マグネシウム
／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、アルミニウム／酸化アルミニ
ウム（Ａｌ２Ｏ３）混合物、インジウム、もしくはリチウム／アルミニウム混合物、希土
類金属等を例示することができる。より好ましくは、マグネシウム／銀混合物、マグネシ
ウム／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、アルミニウム／酸化アル
ミニウム（Ａｌ２Ｏ３）混合物、もしくはリチウム／アルミニウム混合物を挙げることが
できる。上記カソード層は、シート抵抗が数Ω／ｃｍ以下であることが好ましい。
【００７０】
　また、カソードの膜厚としては、通常１０ｎｍ～１μｍ程度である。
【００７１】
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　上記カソード層の形成方法としては、例えば蒸着法もしくはスパッタリング法等によっ
て薄膜を形成した後に、フォトリソグラフィー法によりパターニングする方法が好ましく
用いられる。
【００７２】
　カソード層８を形成後、封止剤で有機エレクトロルミネッセンス素子を封止する。この
ような封止剤の構成材料としては、上記有機ＥＬ素子を、大気中の水分等と接触すること
を抑制することができるものであれば良く、有機ＥＬ表示装置に一般的に用いられるもの
を使用することができる。
【実施例】
【００７３】
　以下、実施例に基づいて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されない
。
【００７４】
　実施例
　（ポリアミック酸溶液の作製）
　４，４′－ジアミノジフェニルエーテル９５．１ｇ及びビス(３－アミノプロピル)テト
ラメチルジシロキサン６．２ｇをＮ－メチルピロリドン７４５ｇと共に仕込み、３，３′
，４，４′－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物１４４．１ｇを添加し、７０℃で３時
間反応させた後、無水フタル酸３．０ｇを添加し、更に７０℃で２時間反応させ、２５重
量％のポリアミック酸溶液（ＰＡＡ）を得た。
【００７５】
　（ 高分子分散剤の合成）
　４，４′－ジアミノベンズアニリド１６１．３ｇ、３，３′－ジアミノジフェニルスル
ホン１７６．７ｇ、及びビス(３－アミノプロピル)テトラメチルジシロキサン１８．６ｇ
をＮ－メチルピロリドン３１９４ｇと共に仕込み、３，３′，４，４ ′ －ビフェニルテ
トラカルボン酸二無水物４３９．１ｇを添加し、７０℃で３時間反応させた後、無水フタ
ル酸２．２ｇを添加し、更に７０℃で２時間反応させ、２０重量％のポリアミック酸溶液
である高分子分散剤（ＰＤ）を得た。
【００７６】
　（ 非感光カラーペーストの作製）
　ピグメントレッドＰＲ２５４、３．６ｇ（８０ｗｔ％）、ピグメントレッドＰＲ１７７
、０．９ｇ（２０ｗｔ％）とポリマー分散剤（ＰＤ） ２２．５ｇ及びＮ－メチルピロリ
ドン６３ｇをガラスビーズ ９０ｇとともに仕込み、ホモジナイザーを用い、７０００ｒ
ｐｍで５時間分散後、ガラスビーズを濾過し、除去した。このようにしてＰＲ２５４とＰ
Ｒ１７７からなる分散液５％溶液（ＲＤ）を得た。
【００７７】
　分散液（ＲＤ） ４５．６ｇにポリアミック酸溶液（ＰＡＡ） １８．２ｇ、密着改良剤
として３－アミノプロピルトリエトキシシランを０．１ｇ、界面活性剤としてアクリル系
界面活性剤を０．０３ｇ、および適量のＮ－メチルピロリドンを添加混合し、顔料／樹脂
比率が２５／７５、固形分濃度が６％で溶剤としてＮＭＰを９４％含む赤色カラーペース
ト（ＰＲ－１）を得た。同様にして、ピグメントグリーンＰＧ３６とピグメントイエロー
ＰＹ１５０の重量混合比（Ｇ／Ｙ）が６０／４０で、顔料／樹脂比率が２５／７５、固形
分濃度６％、溶剤としてＮＭＰを９４％含む緑色カラーペースト（ＰＧ－１）、ピグメン
トブルーＰＢ１５：６からなり、顔料／樹脂比率が２５／７５で固形分濃度６％、溶剤と
してＮＭＰを９４％含む青色カラーペースト（ＰＢ－１）を得た。
【００７８】
　（ポリシロキサン溶液の合成）
　５００ｍｌの三口フラスコにメチルトリメトキシシランを８１．７２ｇ（０．６０ｍｏ
ｌ）、フェニルトリメトキシシランを５９．４９ｇ（０．３０ｍｏｌ）、（２－（３，４
－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシランを２４．６４ｇ（０．１０ｍｏｌ
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）、ＤＡＡを１６３．１ｇ仕込み、室温で攪拌しながら水５５．８ｇにリン酸０．５４ｇ
（仕込みモノマーに対して０．３重量％）を溶かしたリン酸水溶液を１０分かけて添加し
た。その後、フラスコを４０℃のオイルバスに浸けて３０分攪拌した後、オイルバスを３
０分かけて１１５℃まで昇温した。昇温開始１時間後に溶液の内温が１００℃に到達し、
そこから１．５時間加熱攪拌し（内温は１００～１１０℃）、ポリシロキサン溶液を得た
。なお、加熱攪拌中、窒素を０．０５ｌ（リットル）／ｍｉｎ流した。反応中に副生成物
であるメタノール、水が合計１３１ｇ留出した。
【００７９】
　得られたポリシロキサン溶液の固形分濃度は４３重量％、ポリシロキサンの重量平均分
子量は４２００であった。なお、ポリシロキサン中のフェニル基置換シランの含有比はＳ
ｉ原子モル比で３０％であった。
（感光性ポジ型透明レジストの作製）
　上記合成で得られたポリシロキサン溶液１５．４３ｇ、合成例７で得られたキノンジア
ジド化合物０．５９ｇ、溶剤としてＤＡＡ３．７３ｇ、ＰＧＭＥＡ９．８４ｇを黄色灯下
で混合、攪拌して均一溶液とした後、０．４５μｍのフィルターで濾過して組成物１を調
製した。
【００８０】
　（ＴＦＴ基板の作製）
　ガラス基板（コーニング社製１７３７）ガラス、１００ｍｍ×１００ｍｍ、厚み０．７
ｍｍを準備した。この基板を定法に従って、ＴＦＴ基板を作製した。
【００８１】
　（カラーフィルター層の作製）
　前記ＴＦＴ基板に上記非感光カラーペーストＰＲ－１をスリットコーターで塗布し、１
２０℃のホットプレートで、１０分間加熱することによりセミキュア処理した赤色の樹脂
塗膜を形成した。ポジ型フォトレジスト（ロームアンドハース電子材料社製、“ＬＣ－１
００Ａ”）をスリットコーターでプリベーク後の膜厚が１．０μｍになるように塗布し、
１００℃のホットプレートで、５分間乾燥し、プリベークを行った。
【００８２】
　キャノン株式会社製紫外線露光機ＰＬＡ－５０１Ｆを用い、フォトマスクを介して１０
０ｍＪ／ｃｍ2 （３６５ｎｍの紫外線強度）でマスク露光し、次に２．０％のテトラメチ
ルアンモニウムヒドロキシド水溶液を用いて、フォトレジストの現像と樹脂塗膜のエッチ
ングを同時に行い、パターンを形成、続いてメチルセロソルブアセテートでレジストを剥
離した。次に２７０℃のオーブンで、３０分間熱処理することでキュアを行い、膜厚１．
９μmの赤色カラーフィルター層を形成した。
【００８３】
　同様にして緑色カラーペーストＰＧ－１を用いて緑色カラーフィルター層を、青色カラ
ーペーストを用いて青色カラーフィルター層を形成した。
【００８４】
　（カラーフィルター層の脱ガス性評価）
　カラーフィルター層からの気体発生量は昇温脱離－質量分析法にて測定を行った。ガラ
ス基板（０．７ｍｍ）に上記非感光カラーペーストＰＲ－１をスリットコーターで塗布し
、１２０℃のホットプレートで、１０分間加熱することによりセミキュア処理したＲの樹
脂塗膜を形成した。次に２７０℃のオーブンで、３０分間熱処理することでキュアを行い
、膜厚１．９μmのＲ着色ベタ層を形成した。ＰＧ－１、ＰＢ－１についても同様に形成
した。
【００８５】
　作製した基板を１０ｍｍ×２０ｍｍに切断し、切断基板１０枚をヘリウム雰囲気下、５
０ｍｌ／分のヘリウム流の雰囲気下において、室温より３００℃まで昇温速度１０℃／分
の条件下で発生する気体の量を定量した。発生した気体は島津製作所製のガスクロマトグ
ラフィー質量分析装置ＧＣ／ＭＳ“ＱＰ５０５０Ａ”を使用して分析し、各気体質量数の
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ピークをＮＭＰの発生量として求めた。ＰＲ－１の全気体発生量０．５、水分０．４、窒
素／一酸化炭素／二酸化炭素総量０．０５、有機ガス０．０５（単位：ｗｔｐｐｍ／ｍｍ
３）。ＰＧ－１の全気体発生量０．５、水分０．４、窒素／一酸化炭素／二酸化炭素総量
０．０５、有機ガス０．０５（単位：ｗｔｐｐｍ／ｍｍ３）。ＰＢ－１の全気体発生量０
．５、水分０．４、窒素／一酸化炭素／二酸化炭素総量０．０５、有機ガス０．０５（単
位：ｗｔｐｐｍ／ｍｍ３）。いずれの着色層も脱ガス性は良好であった。
【００８６】
　（カラーフィルター層の耐熱性評価）
　上記で得られたカラーフィルター層の色度を大塚電子（株）製ＭＣＰＤ２０００を用い
て測定した。次にカラーフィルター層を形成した基板をオーブン２４０℃、６０分加熱し
た。加熱前と同じ測定場所の色度をＭＣＰＤ２０００で再度測定し、色差ΔＥ＊ａｂを求
めた。結果を表１に示す。２４０℃、６０分加熱前後の色差はＲＧＢともに１．０以下で
耐熱性が良好であることがわかった。
【００８７】
　（オーバーコート層の作製）
　組成物１をカラーフィルター層を形成した基板にスピンコーター（ミカサ（株）製１Ｈ
－３６０Ｓ）を用いて任意の回転数でスピンコートした後、ホットプレート（大日本スク
リーン製造（株）製ＳＣＷ－６３６）を用いて９０℃で２分間プリベークし、膜厚３μｍ
の膜を作製した。作製した膜をパラレルライトマスクアライナー（以下、ＰＬＡと略する
）（キヤノン（株）製ＰＬＡ－５０１Ｆ）を用いて、超高圧水銀灯を感度測定用のグレー
スケールマスクを介してパターン露光した後、自動現像装置（滝沢産業（株）製ＡＤ－２
０００）を用いて２．３８重量％水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液であるＥＬＭ－
Ｄ（商品名、三菱ガス化学（株）製）で６０秒間シャワー現像し、次いで水で３０秒間リ
ンスした。その後、ブリーチング露光として、ＰＬＡ（キヤノン（株）製ＰＬＡ－５０１
Ｆ）を用いて、膜全面に超高圧水銀灯を３０００Ｊ／ｍ２（波長３６５ｎｍ露光量換算）
露光した。
【００８８】
　その後、ホットプレートを用いて１１０℃で２分間ソフトベークし、次いでオーブン（
タバイエスペック（株）製ＩＨＰＳ－２２２）を用いて空気中２３０℃で１時間キュアし
て硬化膜を作製した。
【００８９】
　（アノード層の作製）
　オーバーコート層を形成した基板上に、ＤＣスパッタリング法により膜厚０．４μｍの
クロム膜を形成し、さらに連続してスパッタリング法により膜厚１５０ｎｍのＩＴＯ膜を
形成した。次に、このＩＴＯ膜上の全面に感光性レジストを塗布し、マスク露光、現像、
ＩＴＯ膜のエッチングを行って、透明電極層を形成した。その後、クロム膜をパターニン
グするために、ＩＴＯ膜およびクロム膜の上に感光性レジストを塗布し、マスク露光、現
像、クロム膜のエッチングを行って、補助電極を形成した。
【００９０】
　（絶縁層の形成）
　ポリイミド系樹脂（東レ社製、ＤＬ１６０２）を用いて絶縁層形成用塗工液を調製した
。この絶縁層形成用塗工液をスピンコート法により透明電極層上に塗布した後、プリベー
ク（１００℃、５分間）を行って、厚み１μｍの樹脂膜を形成した。次に、マスク露光、
現像、ポストベーク（２００℃、３０分間）を行って、絶縁層を形成した。
【００９１】
　（有機エレクトロルミネッセンス層の作製）
　絶縁層を形成した基板に電子輸送層としてトリス(8-キノリノラト)アルミニウム（以下
、Ａｌｑ３と略す）を真空蒸着法により成膜した後、発光層としてＡｌｑ３にジシアノメ
チレンピラン、キナクリドン、４，４’－ビス（２，２－ジフェニルビニル）ビフェニル
をドーピングした白色発光層を形成した。次に正孔輸送層としてＮ，Ｎ’－ジフェニル－
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Ｎ，Ｎ’－ビス（α－ナフチル）－１，１’－ビフェニル－４，４’－ジアミンを真空蒸
着法にて成膜した。最後に透明電極としてＩＴＯをスパッタリングにて成膜し、白色発光
層を有する有機エレクトロルミネッセンス層を形成した。
【００９２】
　（カソード層の作製）
　次に、表示領域よりも広い所定の開口部を備えたマスクを介して、真空蒸着法によりマ
グネシウムと銀とを同時に蒸着（マグネシウムの蒸着速度＝１．３ｎｍ／秒～１．４ｎｍ
／秒、銀の蒸着速度＝０．１ｎｍ／秒）して成膜した。これにより、隔壁がマスクとなっ
て、マグネシウム／銀化合物からなる厚み２００ｎｍのカソード層を有機ＥＬ層上に形成
した。
【００９３】
　最後に、窒素が充填されたグローボックスにてカラーフィルター基板により封止を行い
、有機エレクトロルミネッセンス表示装置を得た。
【００９４】
　（有機レクトロルミネッセンス表示装置の評価）
　大気中、８５℃、１００時間、点灯させ、ダークスポットの有無を評価した。ダークス
ポットの有無は直径３０μｍ以上のものをダークスポットと認識した。結果を表１に示す
。１００時間後の評価結果、ダークスポットは確認できず、良好な結果であった。
【００９５】
　比較例
　キュア温度、および着色ペーストの溶剤を変更した以外は実施例１と同様にしてカラー
フィルター基板および画像表示装置を作製した。結果を表１に示した。比較例３
　（ 着色ペーストの作製）
　着色ペーストとして、顔料、アクリル系樹脂、光重合開始剤、溶剤を含む感光性カラー
ペーストを用いた。固形分濃度２０％、溶剤としてＰＭＡを８０％含む赤色感光性カラー
ペースト（ＡＲ－１）、同じく緑色感光性カラーペースト（ＡＧ－１）、同じく青色感光
性カラーペースト（ＡＢ－１）を作製した。
【００９６】
　（カラーフィルター層の作製）
ＴＦＴ作製基板（コーニング製、イーグルＸＧ材）に上記赤色感光性カラーペーストＡＲ
－１をスリットコーターで塗布し、９０℃のホットプレートで、１０分間加熱することに
よりプリベーク処理した赤色の樹脂塗膜を形成した。キャノン株式会社製紫外線露光機Ｐ
ＬＡ－５０１Ｆを用い、フォトマスクを介して１００ｍＪ／ｃｍ2（３６５ｎｍの紫外線
強度）でマスク露光し、次に０．０５％の水酸化カリウム水溶液を用いて現像を行いパタ
ーン形成した。次に２３０℃のオーブンで、３０分間熱処理することでキュアを行い、膜
厚１．９μmの赤色着色層を形成した。
【００９７】
　同様にして緑色感光性カラーペーストＡＧ－１を用いて緑色着色層を、青色感光性カラ
ーペーストＡＢ－１を用いて青色着色層を形成した。
【００９８】
　（カラーフィルター層の脱ガス性評価）
　各着色ベタ層形成において、２３０℃のオーブンで、３０分間熱処理すること以外は、
実施例同様の操作を実施した。ＡＲ－１の全気体発生量４．０、水分１．０、窒素／一酸
化炭素／二酸化炭素総量１．０、有機ガス２．０（単位：ｗｔｐｐｍ／ｍｍ３）。ＡＧ－
１の全気体発生量４．０、水分１．０、窒素／一酸化炭素／二酸化炭素総量１．０、有機
ガス２．０（単位：ｗｔｐｐｍ／ｍｍ３）。ＡＢ－１の全気体発生量４．０、水分１．０
、窒素／一酸化炭素／二酸化炭素総量１．０、有機ガス２．０（単位：ｗｔｐｐｍ／ｍｍ
３）。いずれの着色層も全気体発生量が多く、特に有機ガスの発生が実施例に比べ多かっ
た。
【００９９】



(16) JP 2013-222520 A 2013.10.28

10

20

30

40

50

　上記の違い以外は実施例と同様にして、カラーフィルター層の耐熱性評価および有機エ
レクトロルミネッセンス表示装置の作製、評価を行った。結果は表１に示す。カラーフィ
ルター層の耐熱性を示す、色差はＲＧＢともに１．０より大きく、特にＢ着色層の色差が
大きかった。また表示装置の信頼性評価では１００時間後、ダークスポットが無数に発生
し、表示性能は悪かった。　
【０１００】
【表１】

【符号の説明】
【０１０１】
　１　・・・ガラス基板
　２　・・・ＴＦＴ
　３　・・・カラーフィルター層
　４　・・・オーバーコート層
　５　・・・アノード層
　６　・・・絶縁層
　７　・・・有機エレクトロルミネッセンス層
　８　・・・カソード層
　９　・・・封止剤
　１０　・・・封止ガラス
　１１　・・・ガラス基板
　１２　・・・ＴＦＴ
　１３　・・・オーバーコート層
　１４　・・・アノード層
　１５　・・・絶縁層
　１６　・・・有機エレクトロルミネッセンス層
　１７　・・・カソード層
　１８　・・・ガラス基板
　１９　・・・遮光層
　２０　・・・カラーフィルター層
　２１　・・・オーバーコート層
　２２　・・・無機バリア層
　２３　・・・封止剤
　２４　・・・有機エレクロトルミネッセンス素子基板
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　２５　・・・カラーフィルター基板
　２６　・・・ガラス基板
　２７　・・・遮光層
　２８　・・・カラーフィルター層
　２９　・・・オーバーコート層
　３０　・・・無機バリア層
　３１　・・・アノード層
　３２　・・・絶縁層
　３３　・・・有機エレクトロルミネッセンス層
　３４　・・・カソード層
　３５　・・・封止ガラス
　３６　・・・封止剤

【図１】

【図２】

【図３】
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